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Patentanspriiche:

1. Einrichtung zur statistischen Beschichtung von Schittgutin Plasmatron-Sputteraniagen, bestehend
aus einem Drehkorb zur Aufnahme des Schiittgutes und einer darin angeordneten Plasmatron-
Einrichtung, dadurch gekennzeichnet, da an den Stirnfldchen (4, 4’} des Drehkorbes (1) langs des
Umfanges mehrere Verdrangungskérper (5, 5') angeordnet sind, dal die Verdrdngungskérper (5,
5') sich zur Mitte des Drehkorbes (1) hin verjiingen und die Spitze zur Mitte des Drehkorbes (1) in
Richtung der Drehachse zeigt, daR die Hohe (H) der Verdrangungskérper (5, ') groer ist als die
Fiillhéhe (h) des Schittgutes (3), daB die Verdrangungskdrper (5,5') derart auf der Stirnflache (4, 4')
angebracht sind, daR sie die innere Mantelflache des Drehkorbes (1) bertihren, und daR die
Anordnung auf der einen Stirnflache (4) gegeniiber der Anordnung auf der anderen Stirnflache (4')
versetzt ist.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daR die Verdréngungskérper (5, 5')
dreieckférmig sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Verdrangungskdrper (5, 5')
massiv oder hohl sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Verdrangungskérper (5, 5')
untereinander gleichen Abstand haben.

Hierzu 1 Seite Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung dient der statistischen Beschichtung von Schittgut, insbesondere von Keramik-Widerstandstrégern, in
Drehkorbaniagen durch Hochratezerstauben mittels Plasmatron.

Charakteristik der bekannten technischen Losungen

Die Vorteile des Hochratezerstaubens mit Plasmatron haben zu einem vielseitigen Einsatz dieses Verfahrens fir die
unterschiedlichsten Anwendungsgebiete der Vakuumbeschichtungstechnik gefiihrt. Eine der Hauptforderungen bei der
statistischen Beschichtung von Schiittgut besteht in der Homogenitit der Beschichtungsparameter innerhalb einer Charge und
in der Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge. Zu diesem Zweck werden im wesentlichen Drehkdrbe verwendet, in denen sich
das Schiittgut in Form eines Zylindersegmentes befindet und von oben mit Sputtereinrichtungen beschichtet wird. Bei Drehung
des Drehkorbes wird die untere Schicht des Schiittgutes durch Reibung mit der Drehkorbinnenseite in Drehrichtung
transportiert, wahrend dariiberliegende Schichten der Schwerkraft folgend an den tiefsten Punkt des Drehkorbes fallen. Durch
diesen Vorgang wird eine Durchmischung des Schiittgutes erreicht.

Bekannt sind spezielle Leitbleche im Inneren des Drehkorbes, die die Durchmischung des Schiittgutes verbessern und damit zur
Homogenisierung der Beschichtungsparameter beitragen.

Die Langsausdehnung der Plasmatroneinrichtung ist bei der Beschichtung von Schiittgut kleiner als die Lédngsausdehnung des
als Substrattrager dienenden Drehkorbes. Dadurch ergibt sich beim'Beschichten ein Abfall der Teilchenstromdichte an beiden
Enden des Drehkorbes, der zu erheblichen Schichteigenschaftsunterschieden zwischen in der Mitte und am Rand des Drehkorbes
beschichtetem Schattgut fihrt.

Die Korrekturmethode, durch Ausblenden von Teilen des Teilchenstromes eine Verbesserung der Schichtdickenhomogenitétzu
erzielen, geht von Anordnungen aus, bei denen die Ladngsausdehnung der Plasmatron-Einrichtung groBer als die der zu
beschichtenden Substrate ist, und ist auRerdem mit dem Nachteil behaftet, die Materialausnutzung des zerstéubten

1 ;rgetmaterials zu reduzieren. Eine weitere Korrekturmethode zur Verbesserung der Schichtdickenhomogenitét besteht in der
\'«..wendung von Plasmatron-Einrichtungen mit einem groRen Verhéltnis von Breite zur Ldnge der Plasmatron-Einrichtung.
Derartige Einrichtungen beseitigen jedoch den Abfall der Teilchenstromdichte nicht prinzipiell, sondern flihren riur zu einer
g.-:duellen Verringerung des Abfalls, insbesondere da eine VergréBerung der Breite der Plasmatron-Einrichtung eine
VergréRerung des Drehkorbdurchmessers bedingt und damit zu einem unzweckmaRig groBen Verhéltnis von
Rezipientenvolumen zu Schittgutvolumen fihrt.

Ein weiteres Problem bei der statistischen Beschichtung von Schittgut ergibt sich aus der Stérung der Kdrperbewegung anden
stirnseitig angebrachten Wanden des Drehkorbes, die das Herausfallen des Schiittgutes verhindern. Infolge Reibung wird die
gleichmaRige Kérperdurchmischung in diesen Bereichen erheblich gestért, was zu unkontroilierbar groBen Schwankungen der
Beschichtungsparameter flihrt und die Streuung der Schichteigenschaften in unzulassiger Weise vergroRert.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung ist die Beseitigung der Mange! am Stand der Technik, um die Produktivitét der Einrichtung zu erh6hen und
den Ausschul® am beschichteten Teilen zu senken bzw. deren Qualitét zu verbessern.
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zur statistischen Beschichtung von Schiittgut in Plasmatron-
Sputteraniagen zu schaffen, mit deren Hilfe die Homogenitat der Beschichtungsparameter innerhalb einer Charge und die
Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge in hohem MaRe gewahrleistet ist. Da diese Einrichtung vorzugsweise zur Beschichtung
von zylindrischen Widerstandstragern aus Keramik eingesetzt wird, sollen deren elektrlsche Daten in engen Toleranzen
eingehalten werden.

ErfindungsgemaR wird die Aufgabe in einer Hochratezerstaubungsanlage mit Drehkorb, in dem die Plasmatron-Einrichtung
angeordnet ist, dadurch geldst, daB die Menge der zu beschichtenden Kdrper und damit der Beschichtungsfidche an die
vorgegebene Teilchenstromdichteverteilung der Plasmatron-Einrichtung angepaft wird, indem an den Stirnfléchen des
Drehkorbes Verdrangungskdrper angeordnet sind. Die Abmessungen der Verdréngungskdrper langs des Umfanges nehmen
ausgehend von den Stirnflachen zur Mitte des Drehkorbes in Richtung der Drehachse ab. Die Hohe der Verdréngungskérper ist
gréRer als die max. Fillhdhe des Schiittgutes im Drehkorb, gemessen in radialer Richtung. Die Verdréngungskdrper sind derart
angebracht, daR sie mit ihrer Grundflache die innere Mantelflache des Drehkorbes beriihren. Die Verdréngungskérper sind an
den Stirnflachen des Drehkorbes derart angeordnet, daR die Teilung der Anordnung auf der einen Stirnflache gegen die gleiche
Teilung der Anordnung auf der anderen Stirnfléche versetzt, d.h. sie sind zueinander auf Stlicke gegentiber angeordnet.
Dadurch ist gewdhrleistet, dal beim Verdrangen der Widerstandstrager von den Stirnfldchen zur Mitte des Drehkorbes hin dort
kein nennenswerter Stau des Schiittgutes entsteht, der zu einem kleineren Beschichtungsabstand und damit zu verdnderten
Beschichtungsparametern fiihren wiirde. Durch Untersuchungen konnte gezeigt werden, daf eine Anzahl von mindestens vier
Verdrangungskérpern an jeder Stirnflache des Drehkorbes erforderlich ist, um die Menge der zu beschichtenden
‘Widerstandskorper in diesem Bereich hinreichend oft zu reduzieren, so daB im statistischen Mittel eine gute Anpassung an die
Teilchenstromdichteverteilung erzielt wird. Die erfindungsgeméBe Einrichtung beseitigt einen weiteren Mangel bei der
statistischen Beschichtung von Widerstandstrégern, der darin besteht, daR die Durchmischung der Widerstandstréger durch
Reibung an den Stirnflachen des Drehkorbes erheblich eingeschrankt wird, was zu untragbar hohen und nicht reproduzierbaren
Schwankungen der Beschichtungsparameter flihrt, indem bei Rotation des Drehkorbes die Widerstandstréger mit einer '
Periodizitat des Quotienten aus Drehzahl und Anzahl der Verdrangungskérper von der Stirnflache in Richtung zur Mitte des
Drehkorbes in Richtung der Drehachse gedrangt werden. .

Ausfiihrungsbeispiel
Die zugehdrigen Zeichnungen zeigen in

Fig. 1: einen Léngsschnitt durch einen Drehkorb,
Fig.2: einen Querschnitt durch den Drehkorb.

Die Hochratezerstadubungsanlage, in der die statistische Beschichtung von Widerstandstragern mit 2mm @ und 7mm Lénge mit
einer CrNi-Widerstandsschicht erfolgt, besteht gemaR Fig. 1 aus dem Drehkorb 1, in dem sich die Plasmatron-Einrichtung 2
befindet. Der Innendurchmesser und die Ldnge des Drehkorbes 1 betragen 600mm und die Plasmatron-Einrichtung ist 550mm
lang. Bei Beschichtung eines Volumens von 4dm?® Schiittgut 3 ergibt sich eine mittlere Fllthdhe h des Schittgutes 3 von 35mm
im Drehkorb 1.

In den beiden Stirnflachen 4; 4’ des Drehkorbes 1 befinden sich je 4 Verdrangungskorper 5; 5 mit einer Héhe H von 50mm in
einem Winkelabstand von 90°. Die 90°-Teilung an der Stirnflache 4 ist gegenlber der 90°-Teilung an der Stirnflache 4’ um 45°
versetzt. )

In Fig.2 ist der Versatz der Verdrangungskorper 5; 5’ auf der einen Stirnflache 4 zu den Verdréngungskdrpern 5" auf der anderen
Stirnflache zu erkennen. '

Die Verdrangungskdrper 5; 5 kdnnen massiv oder hoh! sein, wobei die nach innen zeigende Spitze abgerundetist. Unter diesen
Bedingungen wird der gewlinschte Effekt erreicht, wenn die Verdrédngungskdrper 5; 5’ eine Lénge L von 100mm und eine Breite
b von 235mm besitzen.

Durch die erfindungsgemaRe Anordnung von je 4 Verdrangungskérpern, versetzt an den beiden Stirnflachen des Drehkorbes,
wird eine sehr gute Anpassung der ,Beschichtungsfiache”, d. h. der Schiittgutmenge, an die Teilchenstromdichteverteilung der
“lasmatron-Einrichtung erreicht und gleichzeitig die Durchmischung an den Stirnflachen erheblich verbessert.

T amit ist es moglich, die Homogenitét des Flachenwiderstandes innerhalb einer Charge sowie die Reproduzierbarkeit und

i reffsicherheit von Charge zu Charge zu erhdhen und die Streuung des Fladchenwiderstandes erheblich zu reduzieren.
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